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[57]申請專利範圍
1.　一種廢棄物處理方法，包括；(A)提供一電漿熱處理設備；(B)投入一待處理之廢棄物至
該電漿熱處理設備，並以 500至 800℃之間的溫度範圍對該廢棄物進行氣化熱裂解處
理；(C)在該熱氣化熱裂解處理之過程中添加至少一種含氧載體，其中該含氧載體為水氣
及二氧化碳之組合，其添加方式包含同時從外部添加入水氣及二氧化碳；(D)該廢棄物經
過熱氣化熱裂解處理後至少產生一預定量之可燃性氣體。

2.　如專利申請範圍第 1項所述之廢棄物處理方法，其中該水氣之添加量係介於 1至 100%
相對溼度，該二氧化碳之添加量係為介於 1至 80%體積濃度。

3.　如專利申請範圍第 1項所述之廢棄物處理方法，其中該二氧化碳之提供形式包括：回收
自熱氣化熱裂解處理之過程中所產生的任何二氧化碳及固態二氧化碳及固態吸附之二氧

化碳。

4.　如專利申請範圍第 1項所述之廢棄物處理方法，其中該電漿熱處理設備之電漿型態包
括：熱電漿、冷電漿、高週波電漿、火炬電漿、微波電漿、非傳輸型電漿及傳輸型電漿。

5.　如專利申請範圍第 1項所述之廢棄物處理方法，其中該 廢棄物包括林業廢棄物、農業廢
棄物、家庭廢棄物、畜牧業廢棄物及工業有機廢棄物。

6.　如專利申請範圍第 1項所述之廢棄物處理方法，其中該廢棄物之形態包括：粉狀、顆粒
狀、磚狀、原柱狀及不規則狀。

7.　如專利申請範圍第 1項所述之廢棄物處理方法，其中該廢棄物包括乾式廢棄物、濕式廢
棄物及半乾式廢棄物。

8.　如申請專利範圍第 1項所述之廢棄物處理方法，其中該廢棄物之投料方式為批次式投料
或為連續式投料。

圖式簡單說明
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第 1圖為電漿氣化裂解廢棄物各氣體產氣瞬間濃度圖；第 2圖為電漿氣化裂解廢棄物協
同水氣添加各氣體產氣瞬間濃度圖；第 3圖為電漿氣化裂解廢棄物協同添加水氣及二氧化碳
各氣體產氣瞬間濃度圖；第 4圖為同時添加水氣及二氧化碳的 H2 產率變化圖；第 5圖為同時
添加水氣及二氧化碳的 CO產率變化圖；第 6圖為同時添加水氣及二氧化碳的 CH4 產率變化
圖；第 7圖為同時添加水氣及二氧化碳的 CO2 產率變化圖；第 8圖為同時添加水氣及二氧化
碳的合成氣(CO+H2 )總和產率變化圖；第 9圖為同時添加水氣及二氧化碳的燃氣(CO+H2
+CH4 )產率變化圖；第 10圖顯示電漿系統之組成元件。
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